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１．概要（Summary） 

材料の塗布で作製可能なペロブスカイト太陽電池が次

世代太陽電池として注目を集めている[1]。本太陽電池は、

低温プロセスで作製することで、フィルム型の軽量太陽電

池としての実用化も可能になる。そこで、基板上に作製す

る電荷収集材料の薄膜層の低温作製法の開発を目指し、

京都大学ナノテクノロジーハブ拠点の設備を利用して薄

膜の作製（スパッタリング）を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

多元スパッタリング装置装置 RB1100（キャノンアネル

バ（株）製、B2多元スパッタ装置 仕様 B） 

 

【実験方法】 

多元スパッタ装置を用いて ITOあるいはFTOガラス基

板上にNiOxを成膜した。成膜条件として、酸素分圧と膜

厚の異なるサンプルを作製した。Target と基板の距離は

125 mm、基板の回転速度は10 rpmとした。酸素分圧は、

0.5 Pa の条件下、Arガスと酸素ガスの flow rateにより

制御した。膜厚は、スパッタ時間により 4~12.5 nm の範

囲で制御した。これらの条件下で作製した NiOx の基板

を用いて、ペロブスカイト太陽電池を作製し、特性に及ぼ

す効果を検討した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した基板を用いて、ITO or FTO/NiOx/ペロブス

カイト（MAPbI3, 400 nm） /PCBM (50 nm)/LiF (1 

nm)/Ag (90 nm)の構成のペロブスカイト太陽電池を作

製した（Fig. 1 ）。NiOxを成膜する際に酸素を flowしな

いと、光電変換効率は 5.3%であった。一方、酸素 flowし

ながら成膜した NiOx を用いて作製した太陽電池セルは、

~10.8%の光電変換効率を示した。NiOx の膜厚が光電

変換効率に及ぼす効果を検討したところ、10 nmの場合

に最も光電変換効率が高いことがわかった。 
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Fig. 1 Photo of perovskite solar cells 

(FTO/NiOx/MAPbI3 (400 nm ） /PCBM (50 

nm)/LiF (1 nm)/Ag (90 nm)). 


